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河南单靶磁控溅射设备

发布日期: 2025-09-29

PVD技术特征：过滤阴极弧：过滤阴极电弧配有高效的电磁过滤系统，可将弧源产生的等离子
体中的宏观大颗粒过滤掉，因此制备的薄膜非常致密和平整光滑，具有抗腐蚀性能好，与机体的
结合力很强。离子束：离子束加工是在真空条件下，先由电子枪产生电子束，再引入已抽成真空
且充满惰性气体之电离室中，使低压惰性气体离子化。由负极引出阳离子又经加速、集束等步骤，
获得具有一定速度的离子投射到材料表面，产生溅射效应和注入效应。由于离子带正电荷，其质
量比电子大数千、数万倍，所以离子束比电子束具有更大的撞击动能，是靠微观的机械撞击能量
来加工的。射频磁控溅射，又称射频磁控溅射，是一种制备薄膜的工艺，特别是在使用非导电材
料时。河南单靶磁控溅射设备

影响磁控溅射镀膜结果的因素：1、溅射功率的影响，在基体和涂层材料确定的情况下,工艺
参数的选择对于涂层生长速率和涂层质量都有很大的影响.其中溅射功率的设定对这两方面都有极
大的影响。2、气压的影响，磁控溅射是在低气压下进行高速溅射，为此需要提高气体的离化率，
使气体形成等离子体。在保证溅射功率固定的情况下，分析气压对于磁控溅射的影响。磁控溅射
镀膜的产品优点：1、几乎所有材料都可以通过磁控溅射沉积；2、可以根据基材和涂层的要求缩
放光源并将其放置在腔室中的任何位置；3、可以沉积合金和化合物的薄膜,同时保持与原始材料
相似的组成.磁控溅射镀膜的产品特点1、磁控溅射所利用的环状磁场迫使二次电子跳栏式地沿着
环状磁场转圈.相应地,环状磁场控制的区域是等离子体密度较高的部位。河南单靶磁控溅射设备
随着工业的需求和表面技术的发展，新型磁控溅射如高速溅射、自溅射等成为磁控溅射领域新的
发展趋势。
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磁控直流溅射法要求靶材能够将从离子轰击过程中得到的正电荷传递给与其紧密接触的阴极，从
而该方法只能溅射导体材料，不适于绝缘材料。因为轰击绝缘靶材时，表面的离子电荷无法中和，
这将导致靶面电位升高，外加电压几乎都加在靶上，两极间的离子加速与电离的机会将变小，甚
至不能电离，导致不能连续放电甚至放电停止，溅射停止。故对于绝缘靶材或导电性很差的非金
属靶材，须用射频溅射法（RF）。溅射过程中涉及到复杂的散射过程和多种能量传递过程：入射粒
子与靶材原子发生弹性碰撞，入射粒子的一部分动能会传给靶材原子；某些靶材原子的动能超过
由其周围存在的其它原子所形成的势垒（对于金属是5-10eV），从而从晶格点阵中被碰撞出来，产
生离位原子；这些离位原子进一步和附近的原子依次反复碰撞，产生碰撞级联；当这种碰撞级联
到达靶材表面时，如果靠近靶材表面的原子的动能大于表面结合能（对于金属是1-6eV），这些原
子就会从靶材表面脱离从而进入真空。

物相沉积的基本特点：物相沉积技术工艺过程简单，对环境改善，无污染，耗材少，成膜均
匀致密，与基体的结合力强。该技术普遍应用于航空航天、电子、光学、机械、建筑、轻工、冶
金、材料等领域，可制备具有耐磨、耐腐蚀、装饰、导电、绝缘、光导、压电、磁性、润滑、超
导等特性的膜层。随着高科技及新兴工业发展，物相沉积技术出现了不少新的先进的亮点，如多
弧离子镀与磁控溅射兼容技术，大型矩形长弧靶和溅射靶，非平衡磁控溅射靶，孪生靶技术，带
状泡沫多弧沉积卷绕镀层技术，条状纤维织物卷绕镀层技术等，使用的镀层成套设备，向计算机
全自动，大型化工业规模方向发展。溅射工艺可重复性好，可以在大面积基片上获得厚度均匀的
薄膜。
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磁控溅射技术发展过程中各项技术的突破一般集中在等离子体的产生以及对等离子体进行的
控制等方面。通过对电磁场、温度场和空间不同种类粒子分布参数的控制，使膜层质量和属性满
足各行业的要求。膜厚均匀性与磁控溅射靶的工作状态息息相关，如靶的刻蚀状态，靶的电磁场
设汁等，因此，为保证膜厚均匀性，国外的薄膜制备公司或镀膜设备制造公司都有各自的关于镀
膜设备(包括中心部件“靶”)的整套设计方案。同时，还有很多专门从事靶的分析、设计和制造
的公司，并开发相关的应用设计软件，根据客户的要求对设备进行优化设计。国内在镀膜设备的
分析及设计方面与国际先进水平之间还存在较大差距。安装镀膜基片或工件的样品台以及真空室
接地，作为阳极。河南单靶磁控溅射设备

靶源分平衡式和非平衡式，平衡式靶源镀膜均匀，非平衡式靶源镀膜膜层和基体结合力强。
河南单靶磁控溅射设备

电子元器件是构成电子信息系统的基本功能单元，是各种电子元件、器件、模块、部件、组
件的统称，同时还涵盖与上述电子元器件结构与性能密切相关的封装外壳、电子功能材料等。中
国微纳加工技术服务，真空镀膜技术服务，紫外光刻技术服务，材料刻蚀技术服务行业协会秘书
长古群表示  5G  时代下微纳加工技术服务，真空镀膜技术服务，紫外光刻技术服务，材料刻蚀技
术服务产业面临的机遇与挑战。认为，在当前不稳定的国际贸易关系局势下，通过  2018—2019
年中国电子元件行业发展情况可以看到，被美国加征关税的微纳加工技术服务，真空镀膜技术服
务，紫外光刻技术服务，材料刻蚀技术服务产品的出口额占电子元件出口总额的比重只有 10％。
电子元器件加工是联结上下游供求必不可少的纽带，目前电子元器件企业商已承担了终端应用中
的大量技术服务需求，保证了原厂产品在终端的应用，提高了产业链的整体效率和价值。电子元
器件行业规模不断增长，国内市场表现优于国际市场，多个下游的行业的应用前景明朗，电子元
器件行业具备广阔的发展空间和增长潜力。电子元器件产业作为电子信息制造业的基础产业，其
自身市场的开放及格局形成与国内电子信息产业的高速发展有着密切关联，目前在不断增长的新
电子产品市场需求、全球电子产品制造业向中国转移、中美贸易战加速国产品牌替代等内外多重
作用下，国内电子元器件分销行业会长期处在活跃期，与此同时，在市场已出现的境内外电子分
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销商共存竞争格局中，也诞生了一批具有新商业模式的电子元器件分销企业，并受到了资本市场
青睐。河南单靶磁控溅射设备

广东省科学院半导体研究所坐落在长兴路363号，是一家专业的面向半导体光电子器件、功率
电子器件、MEMS、生物芯片等前沿领域，致力于打造***的公益性、开放性、支撑性枢纽中心。平
台拥有半导体制备工艺所需的整套仪器设备，建立了一条实验室研发线和一条中试线，加工尺寸
覆盖2-6英寸（部分8英寸），同时形成了一支与硬件有机结合的专业人才队伍。平台当前紧抓技
术创新和公共服务，面向国内外高校、科研院所以及企业提供开放共享，为技术咨询、创新研发、
技术验证以及产品中试提供支持。公司。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展
平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。广东省科学院半导体研究
所主营业务涵盖微纳加工技术服务，真空镀膜技术服务，紫外光刻技术服务，材料刻蚀技术服务，
坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。公司凭着雄
厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的微纳加工技
术服务，真空镀膜技术服务，紫外光刻技术服务，材料刻蚀技术服务形象，赢得了社会各界的信
任和认可。


